南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表
公示日期：2025年1月21日-26日

	出访团组成员基本信息：

	姓名
	部门
	职务

	王晋峰
	天文与空间镜面技术研究室
	研究员

	田杰
	天文与空间镜面技术研究室
	副研究员

	出访国家或地区
	日本
	顺访国家或地区
	无

	出访任务
	参加光驰公司技术交流与培训

	经费开支（元）
	出国预算
	实际支出

	
	55554.77人民币
	46770.08元

	离境日期
	2024 年12月22日
	入境日期
	2024年12月29日

	实际往返路线
	南京—东京—川越—东京—南京

	实际日程安排：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]2024年12月22日 从南京（上海）出发到日本东京
2024年12月23日 从东京出发至川越参加新设备工厂见学活动，当晚返回东京
2024年12月24日-28日 在东京进行培训及技术交流
2024年12月29日从东京返回南京

	出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）：
   南京天光所购置了一台光学镀膜设备用于高精度天文滤光片的研制，设备处于待出厂阶段，拟于2025年1月入关运送至南京天光所麒麟园区进行安装。光驰公司于2024年12月23日-12月28日期间在新设备出厂前开展镀膜设备技术交流与培训。王晋峰研究员和田杰受邀赴日本参加此次培训交流。
期间，王晋峰与田杰到达位于埼玉县的光驰公司总部，光驰公司董事长范宾、第一技术部长李刚正参与了技术交流会。会议期间，范宾董事长介绍了光驰公司的发展历程与未来发展的方向，李刚正部长则从技术方面阐述光驰设备的优势领域。会后李刚正部长带我们参观了光驰设备的生产现场。
日本光驰设备的组装现在中国上海完成，其核心元件制造在日本完成。此次去东京主要目的是学习其核心元件光学膜厚控制仪和射频离子源的结构和工作原理及使用。光控是一种对光学薄膜厚度进行非接触、无损的实时测量，并在达到所需厚度时能及时给出控制信号。此次购买的光学镀膜设备包括晶体控制、直接光控和间接光控三种控制方式。光控因其原理监控原理不同，从膜系设计方面也将与以往的膜系设计方法不同。此次在日本一半以上的时间都在学习与光控配套的原理、膜系设计、设备维护等。设备另一项核心技术是射频离子源技术，其主要基于射频电厂的加热与电离效应。在特定条件下，射频电场能够将气体或固体物质中的原子或分子激发至离子态。射频磁场将电子从目标表面分离，并将电子离子化，从而产生持续的离子束。通过精确控制射频电场的频率和强度，射频离子源能够实现高效、稳定的离子产生，为后续的离子束应用提供了可靠的基础。射频离子源是生长致密地、高性能地薄膜的关键。影响离子源在薄膜生长过程中的一项重要指标是离子源的离化率，国产离子源虽然从外观结构到操作界面等方面和进口离子源很接近，但始终无法替代进口离子源，主要源于其离化率的区别。在14.5米前期薄膜验证实验中，我们对比了不同离子源生长的薄膜在紫外区域的性能，进口离子源生长的薄膜地吸收明显优于国产离子源，且折射率更高。此次在日本期间也从射频离子源的原理结构、操作、维护等多方面对射频离子源进行了学习。据李刚正部长介绍，使用光驰设备的射频离子源可以使高精度滤光片实现0漂移。
此次出访过程中，也了解了国际镀膜设备制造公司的新动态。由于传统光学镀膜领域的慢慢饱和，国际镀膜设备制造公司纷纷向半导体及微光学领域发展，希望通过技术攻关，用镀膜的方式实现半导体芯片的批量制造。对薄膜的生长也从传统地层状生长慢慢向三维精确定向生长方面过度。这一战略转向为我们提供了宝贵的启示，我们近期也试着探索此类技术在天文领域的潜在应用。
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图1 光驰设备总部                   图2 参观生产现场
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图3 光驰设备技术交流会



image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




